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[はじめに] 我々は BiFeO3(BFO)を用いた人工超格子において、強誘電性強磁性マルチフェロイッ

ク、および巨大電気磁気効果の発現を目指している。パルスレーザー堆積(PLD)法によって超格子

を作製する。PLD 法を用いた高品質薄膜の作製にはターゲットが高密度で均一であることが重要

であるため、ペチーニ法という化学的手法に着目した。これまで、CaFeOX、LaFeO3、BiFeO3、

BiFe0.8M0.2O3において、96.4%、95.5%、95.2%、96.6%の超高密度ターゲットの作製に成功してい

る[1]。本研究では、ストイキオメトリーの BFO ターゲット、Bi過剰の BFO ターゲットをそれぞ

れペチーニ法で作製した。ターゲットのレーザー照射後の表面状態および STO(100)基板上に成膜

した薄膜の表面状態を調べた。 

[結果・考察] 以下はストイキオメトリーの BFO ターゲッ

トの結果である。Fig.1(a-1)に KrFエキシマレーザー

(2.4J/cm
2
)を 500回照射(膜厚約 60nmに相当)したときのタ

ーゲット表面の反射電子(Back Scatterd Electron : BSE)像

及び元素分布図を示す。(a-1)においては黒い斑点を確認

した。(a-2)と(a-3)より黒い斑点の所には Feが多く存在す

ることを確認した。Fig.1(b)にレーザー照射回数に対する

ターゲット表面の Biと Feの組成比を示す。レーザー照

射前のターゲット表面のBi /Fe組成比を1.0として規格化

した。照射回数 20回(実際の成膜のプレアブレーション

に相当する)で Bi/Fe 比が 0.65 となり、Biが Feに対して

急激に減少した。20～170回では、Bi/Fe が 0.65±0.05で

一旦安定したが、170～200回では増加し 0.82となり、200

～500回にかけて再び減少した。500回では 0.55であっ

た。蒸気圧の高い Biがアブレーションされやすく、Fe

リッチな表面状態が形成されたと考えている。図 1(b)の

組成比からターゲットにおける Bi/Fe 比は 1.2~1.8が妥当

であることが予測できる。本報告では、ペチーニ法で作

製した Bi/Fe 比が異なるターゲットを用いた場合の薄膜

成長の違いについて議論する。 
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Fig.1 (a-1) Surface image and (a-2) Fe and 

(a-3) Bi distribution of the ablated target 

surface at 500. (b) Composition ratio of 

Bi/Fe as a function of number of pulses. 
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